
研究開発成果事例

真空機器用高耐食アルマイト皮膜の開発

■研究の概要

半導体製造装置の真空機器部材には、アルマイト皮膜（アルミニウム合金の表面を陽極酸化処
理したもの）を施したアルミ合金が用いられており、低いガス放出特性、耐食性、耐プラズマ性
が求められています。封孔処理過程でアルマイト皮膜に形成される水和酸化物に着目し、緻密な
水和酸化物を厚く形成させた高耐食性アルマイト皮膜（カワマイト）の開発を行いました。

■研究の項目

① 成膜プロセスの検討

② 皮膜特性の評価（耐プラズマ性、モフォロジー）

■研究の成果

担当職員：材料技術グループ 村中武彦
産学公連携室 宮﨑光広

開発企業：中国電化工業株式会社
共同研究：山口大学

① 緻密な水和酸化物層（膜厚：１～２０μm）をもつ、平滑なアルマイト皮膜を開発しました。

② 従来のアルマイト皮膜に比べてガス放出特性、耐プラズマ性が向上しました。

③ 開発した皮膜について特許を出願（特開2016-19098）し、製品化（2017年度）しまし
た。

「カワマイト」の名称で製品化しました。
※中国電化工業のパンフレット

Al合金上に成膜した高耐食性
アルマイト皮膜の断面写真

特徴：従来のアルマイト皮膜と比較して１０倍以上の

膜厚の平滑な水和酸化物層を有している。

ポーラス型陽極酸化層

母材：Al-Mg合金
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